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彩色莫尔等高术铸

刘立人
〈中国科学院上海光学精密机械研究所〉

提要

本文提出了用撞撞色散产生翼尔等高结条坟但是基色编码的方法.研究了单桂镜和互补双惶惶两种典

型系统.输出了实验'在证.

提键词:莫尔等高术:假影色植码;色散.

莫尔等高术是一种很简单实用的光学测量方法p 具有广泛的应用。为了提高细节的分
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辨，并使观察更为舒适，我们在这里提出用棱镜色

散产生条纹假彩色编码的新方法。

莫尔等高术有着许多具体结果目。这里取两

种代表性结构进行说明。一种是同光栅点光源投

射和小口径成像，它可得到尽可能大的物面尺寸，

但等高剖面的问隔不相等。另一种是平行光投射

和滤波成像观察，它能得到等间隔的平面等高剖

面，但使用口径不能太大凶。

同光栅点光源投射结构见于图 10 若光栅周

期为 T， 则等高剖面距光栅的距离为由

hN=Nl/(手-N)o (1) 

在点光源前放置色散棱镜，将等效地产生线

状分布的、可视波长 λmar 到ÂmiJl的单色点光源，

见图，令宽度为剧，L1Ä =λIIlVl: λIni且，棱镜角色散

率为 K， 则

~=KS&o 00 
以最小可视波长~阳为参考。为简单起见，假设光栅为无限培开口o 则这时的等高剖

面间的间隔为

A仇in) =hN( ，，-阻止hN-10-1JlÍl1 ) -=hN /[1- ~ (N -1) ] N Q (3) 

而最大可视波长 λmax 上的等高剖面相对 hN (λmin) 的距离为

JhN ( .1λ) =hN(~) -hN (λma:l) =hNLJd/(d+ t1d-NT) ,. (4) 

显然，如困所示，在 h.v(J...mm.) 和hJlC~)之间产生~色等高条纹。彩色变化类似色散颜色分
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布D 但是由于 LÍhN(&") I ßhO"mìn)随 N 而变化，不是恒值，彩色编码是不均匀的。如在某N

值上 LJhB ( A'). ) I .ð.h (λmin)=1，则在此N等高面上可产生从Âmia到 λ副主的全波长影色条纹，

其它N值上或者是影色有重叠p 或者出现影色空缺的黑条纹。当然调整系统结构参数使

Ah(Ã.mí.)接近不变』可减除这种编码色不均匀效应。

图 2所示的平行光投射结构能得到完全均匀的影

色条纹。这是由于加入一组互补棱镜使得色散光栅仍

为平行光投射。

这种结梅的等高剖面间距为

.dh 胃T/2血主 (5) 

以 L姐为参考』则 λ副主上产生的投射光栅的色散位移

为
AT(&.) ==KSÆ.. o (6) 

因此如图所示，最大和最小可视波长产生的等高剖面

间距为

Jh (JÅ) =Lfl' /2由主 (7) 

;在〉
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显然在 &(LIA.)内，产生彩色等高条纹。使 L!h ( L2J,.) = .111, 
即 T=KSAJ...， 将产生最佳的周期性连续影色等高条

纹。

Fig. 2 Schematic diagra.m of the 
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由于原来的黑白一组等高条纹变成了一组彩色条纹，太太地提高了细节的分辨亭。应

当注意，当光栅有一定开口宽度时，编码色与一个开口中的色散谱线色总和有关，颜色将被

冲淡D

实验采用图 1 结构，被测物是高 25 厘米的石膏头像。光栅为 1且nej皿皿s 开口宽度比

为 1:3 0 点光源用卤鸽灯聚焦滤披产生。 s 约 100m， Z 约 300m，并用焦距 28mm 的照相

镜头摄像。色散棱镜顶角 400 材料为 ZFe 玻璃p 角色散率 K~O.0159时adjλD 图 S 显示
了实验所得彩色莫尔条纹p 这里也用了运动光栅技术消除光栅载频。由于光栅开口校大J~

色的色纯度不高。同样3 采用图 2 的平行投射结构也得到相同的结果。

t图 3， 请见本期彩色插页-3J

Fig.3 仇lored 回E阳ul' IDoire fring四 of a setÙ phu'a 
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Based on the dispersion of prism, a Dew method 坦 proposed f01" pseudocolor
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第-届全国 LB 膜研究讨论会在上海复旦大学召开

由上海复旦大学物理系和中国科技大学应用化学系共同发起召开的第一届全国 LB黯研究讨论会于

一九八七年六月一日至三日在上海复旦大学举行。出席会议的有来自全国 20 个单位的代表 56 人p 会议交

流了论文报告 30 篇，内容涉及 Langmn.il'槽的设计和制作，成膜材料和制膜方怯J LB 摸在非线性光学、微

电子学、信息光学、生物、医学、环境科学、分子电子器件等方面应用，会议代表专过讨论了我国 LB膜科研

工作的现状和如何进一步推进该项科研工作的发展。

LB 膜是Langm时.r-Blodgett酷的简称3 利用Langmui.r-Blodgett 技术(LB 技术〕可以把在空气-水界

面上展开的单分子层沉积在→定的基片上p 并可得到多层单分子膜 !:!p LB 膜" LB 腰虽然已有近 50 年历

史y 但对它在高技术方面的重要潜在应用前景只是在最近几年才有了深入认识，国际上的研究工作十分活

跃~83 年、 85 年连续召开了两次国际 LB 膜学术会议，第三次国际会议也在 87 年 7 月举行。科学家己能

"随心所欲"地排布原子或化学键，合成出各种新化合物p而要人为地排列分子或范得华键，目前唯一可行的

办法就是 LB 技术，通过LB技术得到的 LB膜具有严格规整的仕子排列p 分子水准上的平整性和可控的

厚度。以新型材料重新出现的 LB膜是一个多种学科交叉的分支学科而受到各方面人员的重视p 譬如: LB 
E有望制成新型非线性光学材料和波导材料3 以绝缘层形式出现在皿S 浩构器件中，可以作为传感器探头

的薄膜和新型光刻蚀剂制备超大规模集成电路。分子的有控排列也为分子电子器件制备提供了可能性p 特

别是许多生物且都是现分子膜，其在生物相医学研究中也有重要意义p 会议代表认为积极开展 LB朦的研

究工作在我国是十分必要的q 会议交流的资料表明 80 年代以来我国的高等院校和科研且位就先后开展了

LB 畏的科研工作3 为了推动 LB 睡研究工作的进展y 今后每二年召开一次全国 LB膜学术讨论会，第二届

全国 LB.~研究讨论会将于 1989 年在长春召开.会议成立"LB展研究会气研究会办事机柏Dt在北京感觉

化学研究所内。




